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Abstract (en)
Coating involves providing a mixture or a pure substance consisting of inactive liquid precursors. A liquid layer of the mixture or the pure substance
is applied to a surface, which is to be coated. The liquid precursors are cross-linked by using radiation of 250 nm wavelength, such that a solid layer
is created from the mixture. The solid layer comprises 10 atomic % of carbon, in relation to the quantity of the atoms contained in the layer, without
hydrogen and fluoride. An independent claim is also included for an article having an cross-linked coating surface, which is produced by coating
process.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Beschichtungsverfahren, umfassend die Schritte a) Bereitstellen einer Mischung oder eines Reinstoffs, umfassend oder
bestehend aus reaktionsträgen, flüssigen Precursoren, b) Aufbringen einer flüssigen Schicht aus der Mischung oder dem Reinstoff auf eine zu
beschichtende Oberfläche, c) Vernetzten der flüssigen Precursoren mittels Strahlung mit einer Wellenlänge von �¤ 250 nm, so dass aus der
Mischung eine feste Schicht entsteht und die Schicht �¥ 10 Atom-% C umfasst, bezogen auf die Menge der in der Schicht enthaltenen Atome
ohne H und F, und so dass der in der Schicht enthaltene C zu maximal 50 Atom-% des C, bezogen auf die Menge der in der Schicht enthaltenen
C-Atome, Bestandteil einer Methoxygruppe ist. Sie betrifft ferner mittels dieses Verfahrens herstellbare oder erzeugte Schichten und deren
Verwendungen sowie entsprechende beschichtete Gegenstände und deren Verwendungen.
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